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ABSTRACT

A Study on the Development of Non-contact Type Ultraviolet

Disinfection Model and its Design Factors

Yun, Jeong Won

Abvisor : Prof. Kim, Sung Hong, Ph.D

Department of Civil Engineering

Graduate School of Chosun University

Now a days, disinfection of effluent from wastewater treatment plant is obligation.

Ultraviolet(UV) disinfection is one of the useful alternative compared to any other

disinfection technology including chlorination. UV is easy to install and maintain.

But the decrease of performance accompanied with fouling on the lamp of quartz

sleeve is the most common and fatal defect of UV in water disinfection system.

To overcome this fouling, non-contact type UV disinfection system which is

fundamentally fouling-free is proposed in this study. The purpose of this study is

verifying its feasibilities by simulating mathematical model. Based on optical laws

and other UV distribution models, a detailed mathematical model for a non-contact

type UV disinfection system was developed in this study. Optical properties of

refraction, reflection and absorption of UV light were included in this model and

reflection of ceiling wall was added. The followings were obtained as results. The

average UV intensity of the water layer of the non-contact system is lower than

that of the submerged system. The non-contact system required a 2 times more



powerful lamp or one that had 2 times longer exposure time. A high-reflective

ceiling wall is of use for disinfection in a non-contact system. Depending on

design, the high-reflective ceiling wall can increase UV intensity of the water

layer as much as several tens of percent. Most submerged lamp system have a

fundamental fouling problem and due to the absorption of UV light by fouling

materials on the quartz sleeve, germicidal power of UV light is drastically

diminished. Therefore, considering the fouling attenuation, non-contact type of UV

disinfection system deserves to be practically considered.

Keywords: UV disinfection, non-contact UV lamp system, UV distribution model,

UV intensity, fouling
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표 자외선램프의 종류에 따른 제원 비교2.1
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그림 시간에 따른 발생 효과2.1 fouling (Wait, 2007)
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표 자외선에 대한 미생물의 감수성 비교2.2
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그림 현재 설치되어 시행중인 마을과 하수처리장의 자외선 살균2.3
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그림 기계식 세척시설을 갖춘 자외선 살균 장치2.4 (USEPA, 2006)
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그림 접촉식 조사 시스템에서의 굴절과 반사의 개념3.1 UV
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그림 시뮬레이션 계산 결과 화면 예시3.5
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표 가상의 자외선 반응조 운전조건3.1
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그림 가상의 자외선 반응조3.6

그림 가상의 자외선 반응조 절단면도3.7
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그림 평면의 자외선 강도 분포4.2 x-y (z=42  위치)
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표 램프 간격에 따른 평균 자외선 강도의 변화4.1
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표 램프 개수에 따른 평균 자외선 강도4.2
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표 천정 반사율에 따른 평균 자외선 강도4.3
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그림 천정 반사율에 따른 평균 자외선 강도 변화4.8
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논 문

제 목

한글 비접촉식 자외선 살균 모델의 개발과 설계인자에 관한 연구( )

영어( ) A Study on the Development of Non-contact Type Ultraviolet

Disinfection Model and its Design Factors

본인이 저작한 위의 저작물에 대하여 다음과 같은 조건 아래 조선대학교가 저작물을

이용할 수 있도록 허락하고 동의합니다.

다 음- -

저작물의 구축 및 인터넷을 포함한 정보통신망에의 공개를 위한 저작물의 복제1. DB ,

기억장치에의 저장 전송 등을 허락함, .

위의 목적을 위하여 필요한 범위 내에서의 편집과 형식상의 변경을 허락함 다만2. . ,

저작물의 내용변경은 금지함.

배포 전송된 저작물의 영리적 목적을 위한 복제 저장 전송 등은 금지함3. , , .ㆍ

4. 저작물에 대한 이용기간은 년으로 하고 기간종료 개월 이내에 별도의 의사 표시5 , 3

가 없을 경우에는 저작물의 이용기간을 계속 연장함.

해당 저작물의 저작권을 타인에게 양도하거나 출판을 허락을 하였을 경우에는 개5. 1

월 이내에 대학에 이를 통보함.

조선대학교는 저작물 이용의 허락 이후 해당 저작물로 인하여 발생하는 타인에 의6.

한 권리 침해에 대하여 일체의 법적 책임을 지지 않음.

소속 대학의 협정기관에 저작물의 제공 및 인터넷 등 정보통신망을 이용한 저작물7.

의 전송 출력을 허락함.ㆍ

동의여부 동의 반대: ( ) ( )○
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